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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成30年9月6日(2018.9.6)

【公開番号】特開2018-4754(P2018-4754A)
【公開日】平成30年1月11日(2018.1.11)
【年通号数】公開・登録公報2018-001
【出願番号】特願2016-127707(P2016-127707)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   6/12     (2006.01)
   Ｈ０１Ｓ   5/026    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ    6/12     ３３１　
   Ｈ０１Ｓ    5/026    ６１８　
   Ｇ０２Ｂ    6/12     ３０１　

【手続補正書】
【提出日】平成30年7月25日(2018.7.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　図３は、本発明の実施の形態１に係る側部導波路の断面図である。図３は、図２をＩ－
ＩＩ直線に沿って切断することで得られる断面図である。本実施の形態では、基板１０は
、ＩｎＰを備える。基板１０の上には、ＩｎＰを備えた下部クラッド層７２が配置される
。下部クラッド層７２の上には、ＩｎＧａＡｓＰを備えた光吸収層７４が配置される。光
吸収層７４は、迷光５４を吸収するように設計されている。本実施の形態に係る半導体装
置の製造方法では、光吸収層７４と主導波路２８の活性層が同じ工程で形成される。また
、下部クラッド層７２の上には、光吸収層７４の両側にＩｎＰを備えた電流ブロック層７
６が配置される。光吸収層７４と電流ブロック層７６の上には、ＩｎＰを備えた上部クラ
ッド層７８が配置される。以上から、側部導波路３０が形成される。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　本実施の形態では、６本の後方導波路２２９のうち２本は、モニタ光２５２を伝播する
ための主導波路２２８である。また、６本の後方導波路２２９のうち、残りの４本は側部
導波路３０である。実施の形態１と同様に、４本の側部導波路３０は、主導波路２２８の
両側に同数ずつ配置される。また、本実施の形態では、後方導波路２２９は６本であるも
のとしたが、後方導波路２２９は４以上の偶数であれば６本以外でも良い。後方導波路２
２９をＮ本としたとき、Ｎ本の後方導波路２２９のうち、２本は主導波路２２８である。
このため、主導波路２２８の両側には、側部導波路３０が（Ｎ－２）／２本ずつ配置され
ることとなる。これ以外の構造は、実施の形態１と同様である。
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